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บทคัดย่อ 
 
 

 งานวจิยัน้ีมีเป้าหมายเพื่อผลิตฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) เคลือบผิวบนโลหะสเตน
เลสสตีลชนิด 304 โดยใชเ้ทคนิคการอาร์คของโลหะในสุญญากาศ แคโทดท าจากแท่งไทเทเนียม 
การก าเนิดพลาสมาท าโดยการให้แรงดนัไฟฟ้าขนาด 450 V ระหว่างขั้วแอโนดและแคโทดใน
บรรยากาศของไนโตรเจน ความดนัของไนโตรเจนอยู่ในช่วงตั้งแต่ 10-5 to 10-3 torr และให้
ศกัยไ์ฟฟ้า -1 kV กบัแท่นรับ จากนั้นตรวจสอบคุณสมบติัเปรียบเทียบกบัช้ินงานท่ีไม่ไดเ้คลือบผิว 
ได้แก่ โครงสร้างทางจุลภาคโดยเคร่ืองเอ็กซเรยโ์ฟโตอิเล็กตรอน (XPS) และกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ทดสอบความตา้นทานการกดักร่อนดว้ยวิธีไฟฟ้าเคมี โดยการจุ่ม
ช้ินงานในสารละลายกรดซลัฟุริก 1 M ท่ีอุณหภูมิ 25 °C และทดสอบความตา้นทานทางไฟฟ้าดว้ย
การวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าเชิงสัมผสั (ICR) ตามวธีิการของ Davies  

ฟิล์มบางท่ีผลิตไดมี้ความหนาแน่นและเรียบ มีความหนาประมาณ 35 – 62 nm เน้ือฟิล์ม
ประกอบดว้ย TiN, TiON และ TiO2 ยกเวน้ช้ินงานท่ีสร้างภายใตค้วามดนัก๊าซไนโตรเจน 5.0×10-3 
torr ท่ีมีเพียง TiON และ TiO2 ค่า ICR ของช้ินงานเคลือบผิวทั้งหมดเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบั
ช้ินงานไม่เคลือบผิว ช้ินงานท่ีเคลือบผิวมีค่าความตา้นทานการกัดกร่อนสูงกว่าแบบไม่เคลือบ
เน่ืองมาจากการผลิตแพสซีฟฟิล์มหลงัจากการทดสอบโพเทนติโอไดนามิกส์ โพลาไรเซชัน จาก
กราฟโพลาไรเซชนั ณ ศกัย ์-0.1 V กระแสไฟฟ้ามีค่านอ้ยกวา่ค่าท่ี DOE ก าหนด ในขณะท่ีศกัย ์0.6 
V มีค่ากระแสไฟฟ้าของทุกช้ินงานท่ีเคลือบผวิสูงเกินกวา่ค่าท่ี DOE ก าหนด เน่ืองมาจากไม่สามารถ 
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สร้างแพสซีฟฟิล์มให้เสถียรได ้ช้ินงานท่ีสร้างภายใตค้วามดนัก๊าซไนโตรเจน 5.0×10-4 torr เป็น
ช้ินงานท่ีดีท่ีสุดเพราะเม่ือเปรียบเทียบกบัช้ินงานอ่ืนแล้วพบว่า มีความหนามากท่ีสุด มีค่าความ
ตา้นทานไฟฟ้าเชิงสัมผสันอ้ยท่ีสุดและมีค่าความตา้นทานการกดักร่อนอยูใ่นเกณฑดี์  
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ABSTRACT 
 
 
 This research is aimed to synthesize titanium nitride (TiN) thin films on stainless steel 
304 using metal vacuum arc surface coating technique. A titanium rod is used as cathode. Plasma 
is generated by applying an arc pulse voltage of 450 V between the electrodes in N2 atmosphere. 
The pressure of N2 is varied from 10-5 to 10-3 torr. The bias voltage for substrate is -1 kV. Then 
the properties of the films are investigated and compared with the untreated substrate. The 
microstructure of TiN thin films is identified by X-ray photoelectron (XPS) and scanning electron 
microscopy (SEM). The corrosion resistance is examined by electrochemical test in 1 M H2SO4 
solution at 25 °C. The electrical resistivity is analyzed by interfacial contact resistance (ICR) 
measurements by following the Davies method.  
 The TiN thin films are very dense and smooth. Their thickness is around 35 – 62 nm. The 
fabricated films contain TiN, TiON and TiO2 species homogeneously except TiN6 specimen that 
has only TiON and TiO2 content. The ICR of all coated specimens are increased compared with 
uncoated one. The coated surfaces have higher corrosion resistance than the uncoated one due to 
the formation of the passive films after potentiodynamics polarization. The current from 
polarization curve at -0.1 V is less than the DOE value, while the current at 0.6 V of all coated 
specimen exceed the DOE value because their passive films are not stable. The film coated under  



ช 

 

a nitrogen gas pressure of 5.0×10-4 torr is the best as a result of its thickest, lowest ICR and good 
corrosion resistance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


